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１．概要（Summary） 
 表面構造による濡れ性への影響／現象理解を目指し，

様々な構造を持つ表面を対象に濡れ性評価を実施して

いる．今回，石英基板上にサブマイクロスケールで制御さ

れた表面構造を効率的に作製・濡れ評価を実施するため

に東京大学微細加工プラットフォームの設備を使い構造

試作を行った． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
クリーンドラフト潤沢超純水付 
レーザー直接描画装置 (DWL66+) 
高精細電子顕微鏡 (Regulus8230) 
形状・膜厚・電気特性評価装置群 (VHX-6000) 
【実験方法】 

洗浄した基板（石英）を 110℃で 5 分間脱水した後，ポ

ジ型レジスト JSR 7790G を 6000 rpm で 30 秒間スピン

コーターにより塗布し，レーザー直接描画装置を用いて

下記 2 種のパターンのホールアレイを試作した．試作した

サンプルを電子顕微鏡またはデジタルマイクロスコープで

目的の構造が得られているか確認した． 
① D = 500 nm，Ps = 1200 nm 
② D = 500 nm，Ph = 2000 nm 

Fig. 1 Pattern design of sub-micro hole array 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2，Fig. 3 に示すように目的の構造を持つサンプル

を作製することができた．今後は今回の試作の再現性の

確認と，異なるホール径やピッチの試作を行い目的の構

造が作製できるか確認したい． 

Fig. 3 Microscope image of patterned surface② 
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Fig. 2 SEM image of patterned surface① 

(Measured D = 481 nm, Ps = 1215 nm) 

 


